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Interferenzbeschichtung zur Verbesserung des Energiehaushattes von 

HID-Lampen 



Die ErRndung betrifft ein Verbundmaterial mit einem Substratmaterial und 
wenfgstens einer auf einer Seite des Substratmaterials aufgebrachten 
Interferenzbeschichtung sowie eln Verfahren zum Herslellen eines 
Verbundmaterials. umfassend ein Substratmaterial und wenigstens eIne 
Beschichtung. Die Erfindung betrifft insbesondere ein Schichtsystem fQr HID- 
Lampen. 



im Plasma von HID-Lampen dienen UV-Photonen als "Arbeitspferde" zur 
LIchterzeugung. GroBe UV-PhotonenflQsse veriassen den Quarz-Brenner 
ungenutzt. Dies bedeutet somit eine Verschlechtemng des 
1 5 EnergieAwirkungsgrades einer solchen Lampe. 

Es sind zahlreiche UV-kompatible Schichtmateriaiien bekanntgeworden. z. B. 
Fluoride. Diese haben jedoch den Nachteil, dad sie auRerordentlich teuer sind und 
damitfOr eine Massenfertigung nicht in Frage kommen. 



20 



Ganz allgemein sind zahlreiche Schichtsysteme bekanntgeworden. Urn 
beisplelsweise bei Kunststoffverpackungen fQr eine Reduktlon der Penneatlon von 
Gasen und HQssigkelten zu sorgen so\wie das Kunststoffmaterial gegen 
chemische Angriffe oder UV-Strahlung zu schQtzen. werden Substratmaterialien, 
25 wie Kunststoffsubstrate mit einer Barrierebeschichtung versehen. 

Der Vollst&ndigkeit halber sei erwShnt. daR es Beschichtungen gibt. mit denen 
Kunststoffe beschichtet weitlen. Hierzu seien diefolgenden Belsplele enwShnt: 
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Die US 5 798 139 beschreibt die Herstellung von Plastlkbehaltem mit einer 
Kohlenstoffilmbeschichtung. Der Kohlenstoffilm soli eine Gasbanriere darstellen 
und das Problem der Sorption aus dem Kunststoffmaterial losen. 

5 Aus der US 5 833 752 ist ein System bekanntgeworden, bei dem die 

Bamerebeschichtung aus einem Plasma aufgebracht wlrd. Die Energie zur 
Aufrechterhaltung des Plasmas wlrd durch Einriclitungen aufgebracht, die slch 
dadurcii auszeiciinen, 6b& die Energie in das Innere der zu beschjctitenden 
BeliSltem Qber eine Aullenelelctrode eingebraclit wird. 

Aus der US 6 001 429 ist das Aufbringen einer Sperrschiclit auf die Innenflache 
eines Kunststoffsubstrates bekanntgeworden, wobei HMDSO als Monomer-Gas 
zusammen mit eiriem Sauerstofftrager-Gas in das innere des zu besciiichtenden 
Artilcels geleitet wird. 
15 

Die genannten Sciiichtsysteme liaben bei Quarzbrennern nicht den gewQnschten 
Erfolg erzielt Zum einen iiat sich das Besctiichten selbst als schwierig erwiesen. 
Zum anderen wurde kelne nennenswerte Verbesserung des Energieliaushaites 
erreicht. 

20 

Der Erfindung llegt die Aufgabe zugrunde, ein Scliichtsystem anzugeben, 
umfassend ein quarzhaitiges Substrat sowie eine entsprechende 
interferenzbeschiclitung, geeignet zur RQckgewinnung von UV-Photonen zur 
Lichterzeugung im sichtbaren Bereich. 
25 

Diese Aufgabe wird durch die l\/lerkmale der unabhangigen AnsprQche gelost. 

Die Erfinder haben erkannt, dafi mit einer UV-reflektlerenden Beschichtung 
(UVRC), umfassend ein Stack aus SiOx und TiOx ein Ruckgewinnen von UV- 
30 Photonen uberraschendenyeise mSglich ist. Bei HID-Lampen wird somit das UV- 
Licht, das zu entweichen droht. wieder zurQckgebracht GemaH der Erfindung 
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umfaBt die Interferenzbeschlchtung somit wenigstens eines der nachfblgenden 
Materialien: 

SlOx mit xe[2], TIOx mit xs[2] 

Die genannte Interferenzschlcht ist hoch effizient. Bel X. = 360 nm i^ommt es zu 
einer UV-Reflektion von 70 %. 

Die Veiwendung eines PICVD-Verfahrens ermSgllcht auch den EInsatz auf 
Mehrplatzanlagen, was insbesondere einen liohen Durchsatz zur Folge hat. 

In einer AusfQhrungsfomi waist die Interferenzbeschichtung eine Dicke < 1200 nm. 
bevorzugt < 500 nm auf. Derartige Sciiicliten weisen eine hohe Rexibilitat auf. 
Des weiteren konnen bei derartig dQnnen Scliichten insbesondere auch 
Intrinsische Spannungen. die zu einem Abplatzen der Schicht fOhren konnen, 
vermieden werden. In einer besonders bevorzugten Ausfuhrtingsfonm hat die 
Inteferenzschicht noch weitere zusatzliche Funktionen, beispielsweise optische 
Oder elektrische Funktfonen oder Antikratz- oder Antireflexfunktionen. 
Beispielsweise kann eine optische Interferenzbeschichtung, in organischen LEDs. 
sogenannten OLEDs. zum Einsatz geiangen oder aber Im Bereich von 
Photovoltaik-Zellen. 
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PatentansprQche 

1 . Vorrichtung zum Herstellen eines Schichtsy^tems mit UV-refiektlerenden 
Eigenschaften, dadurch gekennzeichnet, dass DQnnschichten aus Titanoxid 
und Siliaumoxid auf ein Substrat aufgebracht werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , daduich gekennzeichnet, daii das Aufbringen 
altemierend und In schneller Folge vorgenommen vwrd. ] 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet. daH fDr die 
Plasmaerzeugung das gepulste Mikroweilenverfahren (2.45 GHz) hoher 
Leistungsdichte (PICVD)eingesetzt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, da(i die 
aiternierenden Schichten in Schichtpaketen (Interferenzsystem) 
aufgebracht werden, die ideal oxidlschen Charakter aufweisen. 

5. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB 
beim Aufbringen erh5hte Temperaturen von bis zu 350° C herrschen. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, da& die 
Interferenzpakete einen Fehlstellenanteil von unter 0,1 % aufweisen. 

7. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, da& 
als Substratmaterial ein Lampenkolben aus Quartz venvendet wird, der an 
seiner Audenseite beschtehtet wird. 

8. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daH 
als Schichtmateriallen auch Elemente wie Al, Nb, Ta fQr die Oxidblldung 
verwendet werden. 
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9. Schichtsystem, hergestellt mit einem Verfahren gemSB einem der 
Anspruche 1 bis 8. 



1 0. Verwendung eines Schichtsystem fQr eine HID-Lampe. 
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Vorbundmatorial quo oinom Subctratmatorial und oinom BarrioroGchichtmatoriQl 

Zusammenfassung 




Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Herstellen eines Schichtsystems mit 
UV-reflektlerenden Eigenschaften, dadurch gekennzeichnet, dass oxidische 
DQnnschichten aus Titan und Siiizium auf ein Substrat aufgebracht warden. 
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